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摘 要

TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)主要 製程可分為三階段：薄膜電晶體陣列(TFT Array製程)、組立 (Cell)

製程及模組(Module)製程。其中以TFT Array製程最為複 雜，主因黃光加工製程為TFT Array製程中的瓶頸製程，在進行 黃

光加工製程時，除了使用設備昂貴的步進機或掃描機外，還需 考慮到迴流及光罩的搭配問題，且每種光罩對機台都有一定

的搭 配限制，若是不先處理光罩配置問題，會使得整備次數過高，造 成系統流程阻塞，導致後續的製程發生缺料情形。 

本研究考量TFT Array製程中迴流及光罩與瓶頸機台搭配的特性， 提出數學規劃法設法找出最佳的光罩配置模式，期望能

滿足在規 劃幅度內所追求的目標。 最後藉由實驗設計針對瓶頸機台使用率去進行探討，並且利用多 重比較法找出對於瓶

頸機台使用率較佳的配置量差異與整備次數 之權重數，實驗結果顯示權重數對瓶頸機台使用率存在顯著關係。
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